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DE 38 13 398 C2 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrich- 
tung zur Erzeugung eines latenten Bildes auf einer licht- 
empfindlichen Beschichtung einer Offset-Druckplatte 
mittels eines von einer Lichtquelle ausgesandten und 
mittels einer Lichtmaske modulierten Strahlenbundels. 

Herkommliche Offsetdruckplatten werden mit einer 
groQen Lichtmenge durch einen Film hindurch belichtet, 
der als Lichtmaske dient und direkt auf die lichtempfind- 
liche Schicht der Druckplatte aufgelegt wird. 

Oblich sind einerseits in einem "Negativverfahren" 
gebrauchsfertig gemachte Druckplatten aus einem Alu- 
miniumblech mit einer lichtempfindlichen Beschichtung, 
auf die eine Filmvorlage, meistens ein Silberhaiogenid- 
filmnegativ, gelegt wird, worauf beide im Vakuumkon- 
takt beispielsweise mit einer metallhalogenid-dotierten 
Quecksilberdampflampe belichtet werden. An den be- 
Iichteten Stellen tritt durch chemische Reaktion eine 
Aushartung der Beschichtung ein, und nach Beseitigung 
der nicht belichteten Anteile mittels eines Entwicklers 
ist die Druckplatte fur den Offsetdruck gebrauchsfertig. 

Bei andererseits in einem "Positivverfahren" ge- 
brauchsfertig gemachten Druckplatten werden demge- 
gentiber Beschichtungen aus hydrophoben Verbindun- 
gen photolytisch in starker hydrophile Verbindungen 
umgewandelt und die belichteten Teile der Beschich- 
tung mittels eines Entwicklers herausgeldst. 

Nach einem anderen Verfahren wird das Originalbild 
im wahlbaren MaBstab auf die Druckplatte projiziert, 
bzw. gespiegelt, wobei wiederum von einem Film, gege- 
benenfalls von einem Mikrofilm ausgegangen wird, der 
von einem Computer aufgezeichnet sein kann. (Z.: 
Druckindustrie (St. Gallen) 1987, 6. Oktober, S.116) In 
alien F&llen wird also ein Film benotigt, welcher als 
Lichtmaske vor der Herstellung der Druckplatte von 
der Druckvorlage angefertigt werden muB. 

Bereits die Herstellung der Filme erfordert einen zeit- 
aufwendigen ProzeB, der uberdies hohe Anforderungen 
an staubfreie Arbeitsr&ume stellt. Hinzu kommt das 
ebenfalls aufwendige Montieren von Einzelfilmen auf 
einer Montagefolie. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren und eine Einrichtung vorzuschlagen, wonach 
bzw. womit der ProzeB zur Herstellung einer Lichtmas- 
ke vereinfacht und verkurzt wird. 

Diese Aufgabe wird gelost mit einem Verfahren zur 
Erzeugung eines latenten Bildes auf einer lichtempfind- 
lichen Beschichtung einer Offset-Druckplatte mittels ei- 
nes von einer Lichtquelle ausgesandten und mittels ei- 
ner Lichtmaske modulierten Strahlenbundels, das sich 
erfindungsgemaB dadurch auszeichnet, daB als Licht- 
maske eine Lichtventilmatrix verwendet wird und die 
Lichtventilmatrix mit Signalen angesteuert wird, die mit 
dem Bild korrelieren, sowie mit Einrichtungen zur 
Durchfuhrung dieses Verfahrens, die sich einerseits aus- 
zeichnen durch eine erste Fliissigkristallschichteinheit, 
einen auf eine erste Seite dieser Flussigkristallschicht- 
einheit gerichteten, mit dem Bild korrelierende Impulse 
sendenden, computergefiihrten Schreibstrahl, einen, 
von der Lichtquelle ausgesandtes Licht auf eine der er- 
sten Seite gegenuberliegende zweite Seite der Flussig- 
kristallschichteinheit reflektierenden Spiegel und ein die 
zweite Seite der Fliissigkristallschichteinheit auf der 
Offset-Druckplatte abbildendes Linsensystem, und an- 
dererseits durch eine zweite, mit einer Elektrodenmatrix 
versehene Flussigkristallschichteinheit, wobei die Elek- 
trodenmatrix mit elektrischen Signalen belegbar ist, die 



mit dem Bild korrelieren, eine derartige Fuhrung des 
Strahlenbundels, daB dieses auf eine erste Seite der 
zweiten Flussigkristallschichteinheit trifft und ein Lin- 
sensystem zur Abbildung eines die zweite Flussigkri- 
5 stallschichteinheit durchdringenden Anteils des Strah- 
lenbundels. 

Wege zur filmlosen Herstellung von fur den Offset- 
druck geeigneten Druckplatten sind zwar in der Litera- 
tur bereits beschrieben (Z.: "Der Druckspiegel", Heft 
10 8/81, S. 662 ff, und Heft 9/81, S. 744 bis 748, sowie Z.: 
"Philips technische Rundschau" Nr. 8, 1977/78, S. 
214 — 224), sie erfordern jedoch besonders darauf ausge- 
richtete Druckplatten. Mit einem solchen Verfahren 
kann der Ganzseitenumbruch einer Druckvorlage di- 

15 rekt auf eine Halbleiterschicht einer Druckplatte proji- 
ziert werden. Hierzu wird die Halbleiterschicht im Dun- 
keln aufgeladen, durch die Projektion der Druckvorlage 
bildgemaB belichtet und damit entladen und danach be- 
tonert. Die Belichtung solcher Druckplatten mit einem 

20 von einem Computer gefuhrten, gepulsten Licht- oder 
Laserstrahl wird in Z.: "Der Polygraph", Heft 9/82, S. 
675 — 682 beschrieben. Bei diesem Verfahren wird die 
hohe Empfindlichkeit der Fotoleitfahigkeit der Halblei- 
terschicht ausgenutzt, so daB schwache Lichtquellen im 

25 langwelligen Bereich verwendet werden kdnnen, fur 
welche die Beschichtungen von Druckplatten nicht 
empfindlich sind, welche nach den eingangs genannten 
"Positiv-" bzw. "Negativverfahren" hergestellt werden. 
Varianten der Belichtung mit gepulsten Licht- oder La- 

30 serstrahlen sind in Z.: "Angewandte Chemie", Heft 2/80, 
S. 95—106, beschrieben. 

In der DE-OS 32 48 178 wird schlieBlich ein Verfah- 
ren zur bildmaBigen Beschichtung einer Druckplatte fur 
den Offsetdruck beschrieben, bei dem farbannehmende 

35 Flachenelemente unter W&rme- und Druckeinwirkung 
bildmaBig auf eine hydrophile Oberflftche einer Druck- 
platte ubertragen werden. 

Das Beschreiben einer hydrophilen Oberflache einer 
Druckplatte mit oleophilen Flachenelementen eines 

40 Thermofarbbandes kann mittels Thermoschreibkopf 
oder Laserstrahl (LogEscan- Verfahren) erfolgen (Z.: 
"Angewandte Chemie", 92 (1980) S. 95-106, Vollmann: 
Neue Technologien zur filmlosen Herstellung von 
Druckformen). 

45 Das erfindungsgem&Be Verfahren vereinfacht und 
verkurzt nicht nur den ProzeB der Herstellung einer 
Lichtmaske, sondern es hat gegeniiber den bekannten 
Methoden zur "filmlosen" Belichtung einer Offset- 
Druckplatte auch den Vorteil, daB es zur "filmlosen" 

so Belichtung auch solcher Druckplatten anwendbar ist, 
deren Beschichtungen fur die eingangs genannten "Posi- 
tiv-" bzw. "Negativverfahren" ausgelegt sind. 

Die Signale zur Ansteuerung der Lichtventilmatrix 
konnen durch Scannen einer Druckvorlage gewonnen 

55 werden. Dariiber hinaus ist es auch moglich, ein in einem 
Computer selbst generiertes Bild als "Druckvorlage" zu 
verwenden. Damit kann mit dem erfindungsgemaBen 
Verfahren beispielsweise das auf der Druckplatte zu 
erzeugende Bild einer korperlich vorhandenen Druck- 

60 vorlage mittels zus&tzlicher, in einem Computer gene- 
rierter "Druckvorlagen" erg&nzt werden. 

Durch die erfindungsgem&Be Verwendung einer 
Lichtventilmatrix als Lichtmaske wird insbesondere ein 
chemischer ProzeB in Form des Entwickelns eines Fil- 

65 mes vermieden. Ein solcher ProzeB bedarf immer einer 
gewissen Reaktionszeit, die damit eingespart werden 
kann. Ebenso entfallt das Trocknen eines entwickelten 
Films, sowie das im allgemeinen notwendige Montieren 
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von Einzelfilmen auf einer Montagefolie. 

Die Lichtventilmatrix stellt uberdies eine auBerst fle- 
xibel handhabbare und immer wiederverwendbare 
Lichtmaske dar. 

Die Ansteuerung der Lichtventilmatrix mit Signalen, 
die mit dem Bild korrelieren, kann unter Zuhilfenahme 
eines Computers erfolgen. 

Die Erfindung ist nachfolgend anhand der Zeichnung 
naher erlautert. 

Hierin zeigt 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin- 
dungsgemaflen Einrichtung unter Verwendung einer 
Lichtmaske in Form einer Reflexionsmaske, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erf in - 
dungsgemaBen Einrichtung unter Verwendung einer 
Lichtmaske in Form einer Transmissionsmaske. 

Dem Wesen nach stellt sich das erfindungsgemaBe 
Verfahren so dar, daB mittels der Signale ausgewahlte 
"Lichtpunkte" eines dem Bild entsprechenden Displays 
auf die lichtempfindliche Beschichtung einer Offset- 
Druckplatte abgebildet werden. 

Bei den nachfolgend beschriebenen Varianten des er- 
findungsgemaBen Verfahrens wird von der Tatsache 
Gebrauch gemacht, daB Flussigkristallschichten ihr op- 
tisches Verhalten steuerbar andera 

In erfindungsgemaBer Nutzung dieser Tatsache ist 
damit bei einer ersten Variante gemaB Fig- 1 vorgese- 
hen, die Lichtventilmatrix aus einem ersten Typ von 
Flussigkristallschichten zu bilden, auf eine Seite einer so 
gebildeten ersten Flussigkristallschichteinheit 1 mit dem 
Bild korrelierende Impulse eines computergefuhrten 
Schreibstrahles 2 zu richten und die gegeniiberliegende 
Seite der Flussigkristallschichteinheit 1 als Reflexions- 
maske fur das Strahlenbundel 3 zu verwenden, das von 
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Verwendung eines zweiten Typs von Flussigkristall- 
schichten, bei welchem sich infolge ortlicher Belegung 
mit elektrischen Signalen ortlich lichtdurchlassige und 
lichtundurchlassige Bereiche der Flussigkristallschicht 
ausbilden. Die ortliche Belegung mit elektrischen Signa- 
len 5 ist in Fig. 2 schematisch durch den die Signale 
wiedergebenden Pfeil dargestellt. 

Mit beiden genannten Verfahren wird an der jeweili- 
gen Flussigkristallschichteinheit 1, V ein Display des ge- 
wunschten Bildes in Form von Lichtpunkten erzeugt 
und dieses Display auf die lichtempfindliche Beschich- 
tung 6 der Offset-Druckplatte 7 abgebildet 

Fur diese Abbildung ist in weiterer Ausgestaltung ein 
Linsensystem vorgesehen. Dieses Linsensystem weist 
gemaB einer Weiterbildung der Erfindung eine in und 
entgegen einer Projektionsrichtung 8 verschiebliche 
Projektionslinse 9 auf. Damit kann von dem Display ein 
Bild von wahlbarer GroBe auf die Beschichtung 6 proji- 
ziert werden. 

Eine Einrichtung zur Durchfuhrung des erfindungsge- 
maBen Verfahrens unter Verwendung des genannten 
ersten Typs von Flussigkristallschichten ist schematisch 
in Fig. 1 dargestellt. Mit dieser Einrichtung wird das von 
der Lichtquelle 4 ausgesandte und mit Hilfe einer Linse 
1 1 gesammelte Strahlenbundel 3 mittels eines Spiegels 
10 auf die dem SchreibstrahJ 2 abgewandte Seite der 
ersten Flussigkristallschichteinheit 1 geworfen. 

Zur Erzielung einer mdglichst groBen Lichtausbeute 
aus dem Strahlenbundel 3 ist der Spiegel 10 als Strahl- 
en teiler ausgebildet und so angeordnet, daB von diesem 
auf die Flussigkristallschichteinheit 1 reflektiertes Licht 
des Strahlenbundels 3 hn wesentlichen senkrecht auf 
der Flussigkristallschichteinheit 1 auftrifft 

Eine Einrichtung zur Durchfuhrung des erfindungsge- 



einer Lichtquelle 4 ausgesandt wird. Als Lichtquelle 4 35 maBen Verfahrens unter Verwendung des genannten 



kann dabei beispielsweise eine metallhalogeniddotierte 
Quecksilberdampflampe verwendet werden. Als 
Schreibstrahl 2 kann ein Kathoden- oder Laserstrahl 
verwendet werden. In Fig. 1 ist ein Schreibstrahl 2 in 
einer willkurlichen, augenblicklichen Lage wiedergege- 
ben. 

Auf eine detaillierte Beschreibung der im Rahmen der 
Erfindung verwendeten Flussigkristallschichteinheiten 
und deren Ansteuerung kann verzichtet werden, da ent- 
sprechende Hinweise der Literatur entnommen werden 
konnen (siehe z. B.: "SPSE — The Society for Imaging 
Science and Technology" 1987, S. 108-115). Einzelhei- 
ten zur Verwendung von Schreibstrahlen konnen ent- 
nommen werden aus "Journal of Applied Physics", Ame- 
rican Institut of Physics, Bd. 57(4) vom 15.02.1985, Seiten 
1356 ff. 

Wesentlich fur die genannte erste Variante des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens ist hierbei die Verwendung 
eines ersten Typs von Flussigkristallschichten, bei wel- 
chem sich infolge ortlicher Beaufschlagung einer ersten 
Seite mit einem Schreibstrahl ortlich reflektierende und 
nichtreflektierende Bereiche fur auf die gegeniiberlie- 
gende Seite auftreffendes Licht ausbilden. 

Bei einer zweiten Variante ist vorgesehen, die Licht- 
ventilmatrix aus einem zweiten Typ von Flussigkristall- 
schichten zu bilden, eine so gebildete zweite Flussigkri- 
stallschichteinheit V mit einer Elektrodenmatrix zu ver- 
sehen, die Elektrodenmatrix mit elektrischen Signalen 5 
zu belegen, die mit dem Bild korrelieren, und die zweite 
Flussigkristallschichteinheit 1' als Transmissionsmaske 
fur das Strahlenbundel 3 zu verwenden (Fig- 2). 

Wesentlich far diese zweite Variante ist hierbei, ab- 
weichend von der zuvor genannten ersten Variante, die 



zweiten Typs von Flussigkristallschichten ist schema- 
tisch in Fig. 2 dargestellt. Hierbei ist das Strahlenbundel 
3 so gefuhrt, daB es auf seinem Weg zur Offset-Druck- 
piatte 7 die zweite Flussigkristallschichteinheit V in Ab- 
40 hangigkeit von der drtlichen Belegung derselben mit 
den elektrischen Signalen 5 durchdringt. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ist, wie erwahnt, 
zur Belichtung herkommlicher, beispielsweise mit einer 
Diazo- oder einer Silberhalogenid-Beschichtung verse- 
45 henen, Offset-Druckplatten anwendbar. Hierzu ist le- 
diglich das Strahlenbundel 3 mit einer derart energierei- 
chen Lichtquelle 4 zu erzeugen, daB damit eine hierbei 
erforderliche Beleuchtungsstarke auf der betreffenden 
Offset-Druckplatte erzielt wird. 
50 Das erfindungsgemaBe Verfahren ist aber auch zur 
Belichtung elektrisch aufgeladener Halbleiterbeschich- 
tungen von Offset-Druckplatten anwendbar. Hierzu be- 
darf es lediglich der Verwendung eines Strahlenbundels 
3, mit welchem eine hierbei erforderliche, entsprechend 
55 kleinere Beleuchtungsstarke auf der betreffenden Off- 
set-Druckplatte erzielt wird. Diese entsprechend kleine- 
re Beleuchtungsstarke kann auch mit einer zur Belich- 
tung herkommlicher Offset-Druckplatten ausgelegten 
erfindungsgemaflen Einrichtung dadurch erreicht wer- 
60 den, daB ein — in der Zeichnung nicht dargestellter — 
Filter in das Strahlenbundel eingesetzt wird. 

Bezugszeichenliste 

65 1 erste Flussigkristallschichteinheit 

1' zweite Flussigkristallschichteinheit 

2 Schreibstrahl 

3 Strahlenbundel 
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5 

4 Lichtquelle 

5 elektrische Signale 

6 lichtempfindliche Beschichtung 

7 Offset-Druckplatte 

8 Projektionsrichtung 5 

9 Projektionslinse 

10 Spiegel 

1 1 Linse 

Patentanspriiche io 

1. Verfahren zur Erzeugung eines Iatenten Bildes 
auf einer lichtempfindlichen Beschichtung einer 
Offset-Druckplatte mittels eines von einer Licht- 
quelle ausgesandten und mittels einer Lichtmaske 15 
modulierten Strahlenbiindels, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Lichtmaske eine Lichtventilma- 
trix (1, 1') verwendet wird und die Lichtventilmatrix 
mit Signalen angesteuert wird, die mit dem Bild 
korrelieren. 20 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daO die Lichtventilmatrix aus einer ersten 
Flussigkristallschichteinheit (1) gebildet wird, auf 
deren eine Seite mit dem Bild korrelierende Impul- 
se eines computergefiihrten Schreibstrahles (2) ge- 25 
richtet werden, und deren gegenuberliegende Seite 
als Reflexionsmaske fur das Strahlenbundel (3) ver- 
wendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Lichtventilmatrix aus einer zwei- 30 
ten, mit einer Elekrodenmatrix versehenen Flussig- 
kristallschichteinheit (!') gebildet wird, daB die 
Elektrodenmatrbc mit elektrischen Signalen (5) be- 
legt wird, die mit dem Bild korrelieren, und daB die 
zweite Flussigkristallschichteinheit (!') als Trans- 35 
missionsmaske fur das Strahlenbundel (3) verwen- 
det wird 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Strahlenbundel 
(3) durch ein Linsensystem (9) gefuhrt wird. 40 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Linsensystem (9) verwendet wird, 
mit welchem das auf der Offset-Druckplatte (7) er- 
zeugte Bild in seiner GroBe veranderbar ist. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB das Strahlenbundel 
(3) mit einer derart energiereichen Lichtquelle (4) 
erzeugt wird, daB mit dem Strahlenbundel (3) an 
der Offset-Druckplatte (7) eine Beleuchtungsstarke 
erzielt wird, die ausreichend ware, um eine her- 50 
kommliche, beispielsweise mit einer Diazo- oder 
einer Silberhalogenid-Beschichtung versehene Off- 
set-Druckplatte mit einer uber die Beschichtung 
gelegten Lichtmaske in Form eines ublichen Silber- 
halogenidfilmes derart zu belichten, daB auf der 55 
Beschichtung ein latentes Bild des Silberhalogenid- 
filmes entsteht. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Strahlenbundel 
(3) verwendet wird, mit welchem an der Offset- 60 
Druckplatte (7) eine Beleuchtungsstarke erzielt 
wird, die ausreichend ist, um eine im Dunkeln elek- 
trisch aufgeladene Halbleiterbeschichtung der Off- 
set-Druckplatte durch Belichtung mit dem Strah- 
lenbundel (3) zu entladen. 65 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine auf eine Entla- 
dung einer elektrisch aufgeladenen Halbleiterbe- 
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schichtung der Offset-Druckplatte abgestimmte 
Beleuchtungsstarke an der Offset-Druckplatte 
durch Einsetzen eines Filters in ein Strahlenbundel 
(3) erzielt wird. 

9. Einrichtung zur Erzeugung eines Iatenten Bildes 
auf einer lichtempfindlichen Beschichtung einer 
Offset-Druckplatte mittels eines von einer Licht- 
quelle ausgesandten und mittels einer Lichtmaske 
modulierten Strahlenbiindels, gekennzeichnet 
durch 

— eine erste Flussigkristallschichteinheit (1), 

— einen auf eine erste Seite dieser ersten Flus- 
sigkristallschichteinheit (1) gerichteten, mit 
dem Bild korrelierende Impulse sendenden, 
computergefuhrten Schreibstrahl (2), 

— einen Spiegel (10), der von der Lichtquelle 
(4) ausgesandtes Licht auf eine der ersten Seite 
gegenuberliegende zweite Seite der ersten 
Flussigkristallschichteinheit (1) wirft und 

— ein die zweite Seite der ersten Flussigkri- 
stallschichteinheit (1) auf der Offset-Druck- 
platte (7) abbildendes Linsensystem (9). 

10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Spiegel (10) als Strahlenteiler aus- 
gebildet ist und vom Spiegel (10) auf die erste Flus- 
sigkristallschichteinheit (1) reflektiertes Licht des 
Strahlenbiindels (3) im wesentlichen senkrecht auf 
der ersten Flussigkristallschichteinheit (1) auftrifft 

1 1. Einrichtung zur Erzeugung eines Iatenten Bildes 
auf einer lichtempfindlichen Beschichtung einer 
Offset-Druckplatte mittels eines von einer Licht- 
quelle ausgesandten und mittels einer Lichtmaske 
modulierten Strahlenbiindels, gekennzeichnet 
durch 

— eine zweite, mit einer Elektroden matrix 
versehene Flussigkristallschichteinheit (V ), 
wobei die Elekrodenmatrix mit elektrischen 
Signalen (5) belegbar ist, die mit dem Bild kor- 
relieren, 

— eine derartige Fuhrung des Strahlenbundels 
(3), daB dieses auf eine erste Seite der zweiten 
Flussigkristallschichteinheit (!') trifft und 

— ein Linsensystem (9) zur Abbildung eines 
die zweite Flussigkristallschichteinheit (!') 
durchdringenden Anteils des Strahlenbundels 
(3). 
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